Die Anlagen der Geratereihe Etching
Center V sind modular aufgebaute
Durchlaufentwicklungs- und Schaum-
atzanlagen zur Herstellung von ein-
oder zweiseitigen Leiterplatten und
Formétzteilen.

Anlagenaufbau
= Schaumaétzer, doppelseitig
arbeitend

Schaumétzmodul mit integriertem

Neutralisationsbecken:

- Titanmantelheizk&rper mit
elektronischem Temperaturregler
und Temperatursicherung

- Digitale Zeitschaltuhr

= Umlaufentwickler, doppelseitig
arbeitend:

Umlaufentwicklermodul mit

integrierter Stand-/Spruhsplle:

- Digitale Zeitschaltuhr

= Untergestell mit integrierter
Sicherheitswanne

= Universalleiterplattenhalter

= Abquetschtrockner

walter

Lemmen

Etching Center V 200 und V 300

Zum Entwickeln, Atzen, Neutralisieren, Spiilen und Trocknen
von ein- oder doppelseitigen Leiterplatten

Prozesstechnologie

Die Entwicklungs- und Atzmodule
kdnnen separat als Tischmodule oder
zusammengefasst auf einem Unter-
gestell, als Standgerate betrieben
werden.

Die zu behandelnde Platine wird in
eine Klemmvorrichtung eingespannt
und ohne umzuspannen durch den
gesamten Entwicklungs-, Atz- und
Spuil-Prozess geflhrt. Durch die
kontinuierliche Kreislauffihrung von
Entwickler- und Schaumatzlésung ist
ein schnelles und gleichmaBiges
Entwickeln und Atzen der Platinen
mdglich.

Die Anlagen der Geratereihe ETCHING
CENTER V sind fir die Prototypen-
und Kleinserienfertigung bis zu einer
PlattengroBe von 200 x 300 mm oder
300 x 400 mm geeignet. Qualitativ
hochwertige Leiterplatten mit einer
Leiterplatten-Strukturen von < 100 pm
kénnen in einer kurzen Bearbeitungszeit
hergestellt werden.

Die Anlagen sind mit Mehrfachsptilen
ausgerUstet und zeichnen sich durch
ihre saubere und kompakte Arbeits-
weise aus. Durch den modularen Auf-
bau kénnen die Gerate mit div. Zusatz-
modulen zur Oberflachenbehandlung
erweitert werden.



Etching Center V 200 und V 300

Zum Entwickeln, Atzen, Neutralisieren, Spiilen und Trocknen
von ein- oder doppelseitigen Leiterplatten

Anlagenvorteile:

= Einfache Prozessfiihrung
= Platinen werden im Universalplattenhalter ohne umzuspannen
entwickelt-gesplilt-geétzt-gespllt

= Schnelle und gleichméaBige Entwick-lung und Atzung der Kreislauf-fiihrung von

Entwickler- und Schaumé&tzldsung
= Kompakte und bedienerfreundliche Bauweise
= Stabiles Untergestell mit integrierter Sicherheitswanne
= Ablassen verbrauchter Ldsungen nach vorne Gber Kugelhahn mit

Schlauchanschluss
= Mehrfachsplitechnik und verschleppungsarme, saubere Arbeitsweise geman

Wasserhaushaltsgesetz

Technische Daten

Arbeitsflache
Arbeitshéhe

Inhalt Entwickler
Inhalt Schaumatzer
Inh. Entgiftungsbecken
Inhalt Spulbecken

Gewicht

Universal clamp
Elektr. Anschluss
Leistungsaufnahme

Aufheizzeit ca.
Abmessungen
(LxTxH)

Etching Center komplett

mit Entwickler
Stand-/Spriihspuilung
Schaumétzer
Neutralisationsbecken
Abquetschtrockner

Untergestell mit Sicherheitswanne

V 200 V 300

200 x 300 mm 300 x 400 mm
1000 mm 1000 mm
51 71

101 161

171 271

101 201

42 kg 13 kg

2 2

230V AC 230 VAC
Ca. 300 W Ca. 400 W
1,4 1,6
660x520x— 660x620x—
mm mm

Entwickler mit

walter

Lemmen

Lieferbares Zubehor

Div. Zusatzmodule wie z.B.
Strippermodul, Durchlauftrockner

(Einzelgerat)

Stand-/Spruhspiilung

V200

200 x 300 mm
Table module
51

201

25 kg

1

230 VAC
35W

260x520x440

V300

300 x 400 mm
Table module
71

201

17 kg

1

230V AC
35W
260x620x540
mm

AIR 2000 nach dem Nassprozess

Schaumétzer mit
Neutralisierungsbecken

V200

200 x 300 mm
Table module
101

171

18 kg

1

230V AC
270 W

1,4
400x520x440
mm

V300

300 x 400 mm
Table module
16 |

16|

23 kg

"

230V AC
370 W

1,6
400x620x540
mm
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